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	В ИЯФ СО РАН был разработан и смонтирован на многопробочной ловушке ГОЛ-NB эмиттер электронного пучка низкой энергии с термокатодом LaB6, анодом которого служил ленгмюровский слой плазменного потока, вытекающего из ловушки. Получена устойчивая генерация электронного пучка с током до 100 А при напряжении на катоде до 400 В (рисунок 1). Пучок возникает при появлении плазмы вблизи термокатода, его ток определяется локальной плотность плазмы. Воздействие такого электронного пучка на плазму привело к улучшению удержания частиц в ловушке и к росту электронной температуры плазмы с 25 до 45 эВ в приосевой области при плотности ≈1019 м-3 на стадии распада плазмы (рисунок 2).
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	Рисунок 1 – Напряжение на катоде и ток электронного пучка в системе с плазменным анодом
	Рисунок 2 – Радиальный профиль электронной температуры плазмы в момент t = 2,9 мс. Цветной заливкой показано сечение пучка 


[bookmark: _GoBack]Результат получен в рамках выполнения прикладного государственного задания «Экспериментальная верификация эффективных методов удержания плазмы в существующих и перспективных линейных системах» FWGM-2022-0061 и государственного задания «Исследование физических процессов в пучковых и плазменных системах с пространственной модуляцией магнитного поля» FWGM-2022-0043.     	ПФНИ 1.3.4.1. Физика высокотемпературной плазмы и управляемый ядерный синтез
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